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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年11月12日(2015.11.12)

【公開番号】特開2015-172595(P2015-172595A)
【公開日】平成27年10月1日(2015.10.1)
【年通号数】公開・登録公報2015-061
【出願番号】特願2015-111833(P2015-111833)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/416    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/30     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   27/46     ３７１Ｇ
   Ｇ０１Ｎ   27/30     　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ   27/30     　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   27/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月7日(2015.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電解質を含む基板；
参照電極；
前記基板に配置され、前記電解質と接触している少なくとも二つの検出電極；
前記少なくとも二つの検出電極の一つ以上の電極の対応する一つ以上の温度を変更して、
前記少なくとも二つの検出電極が、対応する少なくとも二つの操作温度になるように構成
される温度制御メカニズム；及び
前記少なくとも二つの検出電極と前記参照との間の対応する少なくとも二つのＥＭＦを測
定して、対応する少なくとも二つの測定されたＥＭＦを発生するように構成されるＥＭＦ
検出器を含むガスセンサであって、
前記少なくとも二つの検出電極が前記対応する少なくとも二つの操作温度であり、前記参
照電極が参照電極温度であり、且つ前記少なくとも二つの検出電極が目的の環境に暴露さ
れているとき、前記少なくとも二つの測定されたＥＭＦが前記目的の環境における一種以
上のガスに関する情報を提供するように構成される、ガスセンサ。
【請求項２】
前記少なくとも二つの検出電極が前記基板表面上に配置される、請求項１に記載のガスセ
ンサ。
【請求項３】
電解質を含む基板；
電解質と接触している少なくとも二つの検出電極；
前記少なくとも二つの検出電極の一つ以上の電極の対応する一つ以上の温度を変更して、
前記少なくとも二つの検出電極が、対応する少なくとも二つの操作温度になるように構成
される温度制御メカニズム；及び
前記少なくとも二つの検出電極の対応する少なくとも二つのインピーダンスを測定して、
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対応する少なくとも二つの測定されたインピーダンスを発生するように構成されるインピ
ーダンス検出器を含むガスセンサであって、
前記少なくとも二つの検出電極が前記対応する少なくとも二つの操作温度であり、且つ前
記少なくとも二つの検出電極が目的の環境に暴露されているとき、少なくとも二つの測定
されたインピーダンスが前記目的の環境における一種以上のガスに関する情報を提供する
ように構成される、ガスセンサ。
【請求項４】
電解質を含む基板；
前記基板に配置され、前記電解質と接触している少なくとも二つの検出電極；
前記少なくとも二つの検出電極の一つ以上の電極の対応する一つ以上の温度を変更して、
前記少なくとも二つの検出電極が、対応する少なくとも二つの操作温度になるように構成
される温度制御メカニズム；及び
前記少なくとも二つの検出電極の対応する少なくとも二つの電流を測定して、対応する少
なくとも二つの測定された電流を発生するように構成される電流検出器を含むガスセンサ
であって、
前記少なくとも二つの検出電極が前記対応する少なくとも二つの操作温度であり、且つ前
記少なくとも二つの検出電極が目的の環境に暴露されているとき、前記少なくとも二つの
測定された電流が前記目的の環境における一種以上のガスに関する情報を提供する、ガス
センサ。
【請求項５】
前記少なくとも二つの検出電極の第一の検出電極と前記参照電極との間の前記少なくとも
二つの測定されたＥＭＦの第一の測定されたＥＭＦが、第一のガスが前記目的の環境中に
存在するかどうかを示す、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項６】
前記少なくとも二つの検出電極の第一の検出電極と前記参照電極との間の前記少なくとも
二つの測定されたＥＭＦの第一の測定されたＥＭＦが、前記目的の環境中に存在する第一
のガスの濃度を示す、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項７】
前記参照電極が前記電解質と接触している、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項８】
前記温度制御メカニズムが少なくとも１つのヒーターを含む、請求項１に記載のガスセン
サ。
【請求項９】
前記少なくとも一つのヒーターが前記電解質と熱的に接触している、請求項８に記載のガ
スセンサ。
【請求項１０】
前記少なくとも一つのヒーターは前記電解質及び前記少なくとも二つの検出電極の前記一
つ以上の電極から離れている、請求項８に記載のガスセンサ。
【請求項１１】
前記少なくとも一つのヒーターは前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極を
放射加熱する、請求項８に記載のガスセンサ。
【請求項１２】
前記少なくとも一つのヒーターは前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極を
伝導的に加熱する、請求項８に記載のガスセンサ。
【請求項１３】
前記少なくとも一つのヒーターは、前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極
と、前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極を、対応する一つ以上の電流で
駆動するための少なくとも一つの電源とを含む、請求項８に記載のガスセンサ。
【請求項１４】
前記温度制御メカニズムは、前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極を冷却
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するように構成される、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項１５】
前記少なくとも一つのヒーターは、対応する一つ以上の加熱部材を含み、対応する一つ以
上の加熱電流が前記一つ以上の加熱部材を通るとき、前記一つ以上の加熱部材は前記少な
くとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極を加熱する熱を発生する、請求項８に記載の
ガスセンサ。
【請求項１６】
前記参照電極が前記目的の環境に暴露され、前記ＥＭＦ検出器が、前記少なくとも二つの
検出電極の第一の検出電極と前記少なくとも二つの検出電極の第二の検出電極との間の追
加のＥＭＦを測定して追加の測定されたＥＭＦを発生するように構成され、前記ガスセン
サが、前記少なくとも二つの検出電極が、対応する少なくとも二つの操作温度となり、前
記参照電極が参照電極温度となり、且つ、前記少なくとも二つの検出電極が目的の環境に
暴露されているとき、前記少なくとも二つの測定されたＥＭＦ及び前記追加の測定された
ＥＭＦが前記目的の環境における一種以上のガスに関する情報を提供するように構成され
る、請求項７に記載のガスセンサ。
【請求項１７】
前記参照電極は前記目的の環境に暴露され、前記参照電極は前記少なくとも二つの検出電
極の前記一つ以上の電極とは異なる形状である、請求項７に記載のガスセンサ。
【請求項１８】
前記参照電極は前記目的の環境に暴露され、前記参照電極温度は前記少なくとも二つの検
出電極の前記一つ以上の電極の前記一つ以上の操作温度とは異なる、請求項７に記載のガ
スセンサ。
【請求項１９】
前記参照電極は前記目的の環境に暴露され、前記参照電極は前記少なくとも二つの検出電
極の一つ以上の電極とは異なる材料から製造される、請求項７に記載のガスセンサ。
【請求項２０】
前記参照電極は前記目的の環境に暴露され、前記参照電極は前記少なくとも二つの検出電
極の前記一つ以上の電極とは異なる微細構造を含む、請求項７に記載のガスセンサ。
【請求項２１】
測定すべきガスに暴露すると、前記少なくとも二つの検出電極の選択された二つの検出電
極間で、対応するＥＭＦが発生する、請求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項２２】
前記第一の検出電極及び前記第二の検出電極が同一材料から形成され、対応する第一の加
熱部材及び対応する第二の加熱部材によって異なる温度に保持される、請求項１６に記載
のガスセンサ。
【請求項２３】
前記少なくとも二つの検出電極がすべて同一材料から形成され、すべて異なる温度に保持
される、請求項２２に記載のガスセンサ。
【請求項２４】
前記少なくとも二つの検出電極の前記少なくとも一つの電極のそれぞれが同一材料から形
成され、同一温度に保持され、且つ同一材料の前記少なくとも二つの検出電極の前記少な
くとも一つの電極の他方のそれぞれとは異なる微細構造、サイズ、または厚さをもつ、請
求項２２に記載のガスセンサ。
【請求項２５】
前記ＥＭＦ検出器が、異なる温度に保持され、異なる微細構造をもち、異なるサイズをも
ち、または異なる厚さをもつ前記少なくとも二つの検出電極と前記参照電極の任意の二つ
の電極の対応するＥＭＦを測定するように構成される、請求項２４に記載のガスセンサ。
【請求項２６】
前記少なくとも二つの検出電極及び前記参照電極は、第一の材料の一つ以上の電極と、第
二の材料の一つ以上の電極とを含み、前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の前記
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電極のそれぞれは二つ以上の加熱部材により二つ以上の異なる温度の一つに保持される、
請求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項２７】
前記ＥＭＦ検出器が、異なる材料から形成され、または異なる温度に保持された、前記少
なくとも二つの検出電極と参照電極の任意の二つの電極の対応するＥＭＦを測定するよう
に構成される、請求項２６に記載のガスセンサ。
【請求項２８】
同一材料から形成された前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の前記少なくとも一
つの電極のそれぞれは、前記二つ以上の温度の第一の温度に保持され、且つ同一の材料の
前記少なくとも二つの検出電極の前記少なくとも一つ以上の電極の他方のそれぞれとは異
なる微細構造、サイズ、または厚さをもつ、請求項２６に記載のガスセンサ。
【請求項２９】
前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の任意の二つの電極は、異なる材料から形成
され、異なる温度に保持され、且つ異なる微細構造をもち、異なるサイズをもち、または
異なる厚さをもつ、請求項２８に記載のガスセンサ。
【請求項３０】
前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の電極は金属または半導体酸化物を含む、請
求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項３１】
前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の電極は少なくとも一つのプラチナ電極を含
む、請求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項３２】
前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の電極は少なくとも一つのＬａ2ＣｕＯ4（Ｌ
ＣＯ）電極を含む、請求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項３３】
前記加熱部材は抵抗部材を含む、請求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項３４】
前記抵抗部材はプラチナから形成される、請求項３３に記載のガスセンサ。
【請求項３５】
各抵抗部材は、前記少なくとも二つの検出電極及び参照電極の前記検出電極の一つに対し
て前記電解質の反対面にパターンとして配置される、請求項３３に記載のガスセンサ。
【請求項３６】
各抵抗部材のパターンは、Ｃ－形パターン、らせんパターン、または曲がりくねったパタ
ーンを含む、請求項３３に記載のガスセンサ。
【請求項３７】
前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極の対応する一つ以上の温度を測定す
る、対応する一つ以上の温度センサをさらに含む、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項３８】
前記少なくとも二つの検出電極が半導体から製造される、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項３９】
前記少なくとも二つの検出電極は金属製である、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項４０】
前記半導体は金属酸化物または金属酸化物化合物である、請求項３８に記載のガスセンサ
。
【請求項４１】
前記半導体は以下のＳｎＯ2ＴｉＯ2、ＴＹＰｄ5、ＭｏＯ3、ＺｎＭｏＯ4（ＺＭ）、ＷＯ3

、Ｌａ2ＣｕＯ4、及びそれらの混合物の一つ以上を含む、請求項４０に記載のガスセンサ
。
【請求項４２】
前記電解質は酸素イオン伝導性電解質である、請求項１に記載のガスセンサ。
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【請求項４３】
前記電解質がＺｒＯ2、Ｂｉ2Ｏ3、またはＣｅＯ2をベースとする、請求項４２に記載のガ
スセンサ。
【請求項４４】
前記一種以上のガスがＮＯx、ＣＯx、及びＳＯxの一種以上である、請求項１に記載のガ
スセンサ。
【請求項４５】
前記一種以上のガスがＮＯである、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項４６】
前記一種以上のガスがＮＯ2である、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項４７】
前記一種以上のガスがＮＯ及びＮＯ2である、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項４８】
前記第一の検出電極及び前記第二の検出電極は、前記一種以上のガスの第一のガスに関す
る情報を提供する前記追加の測定されたＥＭＦを提供し、且つ第三の検出電極及び第四の
検出電極は、前記一種以上のガスの第二のガスに関する情報を提供する第二の追加の測定
されたＥＭＦを提供する、請求項１６に記載のガスセンサ。
【請求項４９】
前記一種以上のガスの前記第一のガスがＮＯであり、且つ前記一種以上の前記第二のガス
がＮＯ2である、請求項４８に記載のガスセンサ。
【請求項５０】
前記第一の検出電極及び前記第二の検出電極は、前記一種以上のガスの第一のガスに関す
る情報を提供する前記追加の測定されたＥＭＦを提供し、且つ第三の検出電極及び第四の
検出電極は、前記一種以上のガスの前記第一のガス及び前記一種以上のガスの第二のガス
に関する情報を提供する第二の追加の測定されたＥＭＦを提供する、請求項１６に記載の
ガスセンサ。
【請求項５１】
前記一種以上のガスの前記第一のガスがＮＯ2であり、且つ前記一種以上のガスの前記第
二のガスがＮＯである、請求項５０に記載のガスセンサ。
【請求項５２】
前記一種以上のガスの前記第一のガス及び前記一種以上のガスの前記第二のガスに関する
前記情報は、ＮＯの濃度とＮＯ2の濃度の合計である、請求項５１に記載のガスセンサ。
【請求項５３】
一種以上のガスを検出する方法であって、
ガスセンサを提供する段階であって、前記ガスセンサは、
電解質を含む基板；
参照電極；
前記基板に配置され、前記電解質と接触している少なくとも二つの検出電極；
前記少なくとも二つの検出電極の一つ以上の電極の対応する一つ以上の温度を変更して、
前記少なくとも二つの検出電極が、対応する少なくとも二つの操作温度になるように構成
される温度制御メカニズム；及び
前記少なくとも二つの検出電極と前記参照との間の対応する少なくとも二つのＥＭＦを測
定して、対応する少なくとも二つの測定されたＥＭＦを発生するように構成されるＥＭＦ
検出器を含み、
前記少なくとも二つの検出電極が前記対応する少なくとも二つの操作温度であり、前記参
照電極が参照電極温度であり、且つ前記少なくとも二つの検出電極が目的の環境に暴露さ
れているとき、前記少なくとも二つの測定されたＥＭＦが前記目的の環境における一種以
上のガスに関する情報を提供するように構成される、ガスセンサを提供する段階；
前記少なくとも二つの検出電極を目的の環境に暴露する段階；
前記少なくとも二つの検出電極の前記一つ以上の電極の前記一つ以上の温度を変更して、
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前記少なくとも二つの検出電極が、対応する少なくとも二つの操作温度になるようにする
段階；及び
前記少なくとも二つの検出電極と前記参照電極との間の対応する少なくとも二つのＥＭＦ
を測定して、対応する少なくとも二つの測定されたＥＭＦを発生する段階を含み、前記少
なくとも二つの測定されたＥＭＦが前記目的の環境における一種以上のガスに関する情報
を提供する、方法。
【請求項５４】
前記少なくとも二つの検出電極が、第一の検出電極及び第二の検出電極であり、前記温度
制御メカニズムが第一のヒーター及び第二のヒーターであり、前記第一のヒーターが前記
第一の検出電極の第一の温度を制御するように構成され、前記第二のヒーターが前記第二
の検出電極の第二の温度を制御するように構成される、請求項１に記載のガスセンサ。
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